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Nos Ultimos anos, com a crescente preocupacao ambiental, novos processos de tratamento de efluentes
liquidos tém ocupado um espaqo bestante significativo nos estudos relacionados a esta prodemética
Dentre estes, podemos citar os processos de separacdo por membrana. Neste trabalho foi avaliada a
remocao de ions niquel de solugBes aquosas através da membrana ion-seletiva cationica SELEMION
CMT. Dois processos de separagcdo por membranas foram empregados para esta avaliagdo: dialise
Donnan e detrodidlise. Os ensaios foram realizados em uma cdula de trés compartimentos de 200 mL
separados pelas membranas anidnica SELEMION AMV e caionica SELEMION CMT, com 12,6 cm2
de area efetiva. A solucdo contendo o ion metdli co na concentragéo de 0,1 M foi preparada apartir de
NiS04.6H20 em &gua deionizada e ©locada no compartimento anddico. Nos compartimentos catodico
e central foram adicionadas lugbes de 0,01; 0,1 ou 1 M de H,SO,. Na éetrodidlise aplicou-se
densidades de mrrentede 5, 10 e 15 mA.cm™ entre 0 &nodo (plating) e o catodo (ago inoxidavel), ambos
com 20 cm? de &ea Os ensaios foram redlizados com e sem agitaciio mecénica Na didlise Donnan néo
foi utilizada agitagdo mecanica Os resultados obtidos demonstram que aremogéo de ions niquel através
da membrana esta relacionada a processo de separacdo utilizado. Com a eetrodidlise, aplicando 5
mA.cm durante 90 minutos, obtém-se 11% de remoc&o de niquel da solugéo o que eyuivale a 16 horas
de didlise Donnan. Pode ser observado também que a remocdo de niquel no processo de detrodialise
depende da densidade de @rrente glicada e no processo de didlise Donnan da concentragéo de H,SO,
no compartimento central. Os dois processos também podem ser utilizados em conjunto, obtendo uma
remocao de 64% de niquel.



